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Polimer nanokompozitlarin oldugca boyliik potensiala malik olmasi artiq
uzun illordir ki mslumdur. Polimerlorin xiisuson do termoplastik polimerlarin
asan emal oluna bilon olmasi onlar asasinda alinan kompozit materiallara ma-
rag1 artirir. Polimers daxil edilmis nano 6l¢iilii slavanin 6l¢iisiindon, miqdarin-
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“Fizika va astronomiyanin problemlari” Magistrantlarin va ganc tadgigat¢ilarin
XXIII Respublika elmi konfransi

dan, paylanmasindan vs alinma tisulundan asili olaraq yeni materiallar almaq
miimkiindir.

Tadqiqat obyektlari olaraq matris kimi polistrol (PS), doldurucu kimi iss
amorf silisium dioksid (Si02) nanohissaciklori gotiiriilmusdiir.

Polistrol xatti qurulusa malik termoplastik polimer olub stirolun polimer-
losmasi noticasinds aldos edilir. Sonayeds istehsal olunan polistrolun polimerlosma
doracasi n=600-2500 arasinda dayisir. Polistrol ytksok optik isigkecirmo
gabiliyyoting, asagl mexaniki méhkomliyo malik amorf polimerdir. O nisbaton
asag1 sixliga malikdir, yaxs1 kimyavi stabilliye malik olan bir dielektrikdir.

Amorf SiO2 oldugca boytik xiisusi sotha malikdir. Buna sabsb amorf sili-
sium dioksidin ¢oxlu miqdarda nanodl¢iilii masamslors malik olmasidir. Amorf
Si0z-in Kkristal qurulusunu [SiO4]s- tetraedrinin agiq sokilli, li¢ 6lciilii karkasi
kimi tesovviir etmok olar. O ag rongli, iysiz, dadsiz tozdur.

Tomiz PS, PS+3%Si0;, PS+5%Si02 vo PS+10%Si02 nanokompozitlorinin
PerkinElmer firmasinin STA6000 cihazinda Termo Qrovimetrik Analizi
aparilmisdir. Bu tadgiqatin moaqgsadi SiO2 nanohisaciklorinin polimerin termal
destruksiyasina necs tosir etdiyini arasdirmaqdir. Codvolds To.baslangic deq-
rodasiya temperaturu, Tso niimunanin kiitlosinin 50%-ni itirdiyi temperatur

gostorilmisdir.

Ne | Niimunolor o (°C) Tso (°C)
1 Tomiz PS 79.51°C 438.51°C

2 PS+3% SiO: 381.76°C 442.000C

3 PS+5% SiO2 390.85°C 444.00°C

4 PS+10% SiO2 367.00°C 442.95°C

Olgmolor gostorir ki, doldurucunun konsentrasiyasinin 5% artmasi bas-
langic destruksiya temperaturunu 10°C -qoadar artirir yani polimerin termal sta-
billiyini artirir. SiO2 -nin 10% miqdarinda iso destruksiya daha tez bas verir.

Destruksiya aninda materialin no goader Kkiitls itirmasi SiO; -nin migdari
ilo yanasi dispersliyindon do asildir. Bels ki, polimerds temperaturun tosiri ilo
osas zoncirlor qirilir vo sorbost fragmentlor yaranir, yaxsi dispers paylanmis
ayri-ayr1 nanohissaciklor bu fragmentlorls zsif qarsiligh tasirds olur ve onlarin
dekompozisiyasini azaldir. Xtisuson SiO2 sathindoki masamoeler hesabina qo-
pan fragmentlori asanligla tutub saxlaya bilir. SiO; nanohissaciklorinin 10%
konsentrasiyasinda iss nanokompozitin termal stabilliyi nisboton azalmasi iso
yuxarl konsentrasiyalarda nanohissaciklorin qismon aqlomerasiyaya ugramasi
vo polimer fragmentlori ilo qarsiligh taesirds olub onlar1 saxlayan geyri-iizvi
hissaciklorin imumi sahasinin azalmasidir.
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